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Motivation

Ziel: Edelstahl mit hoher Oberflächenhärte und Verschleißwiderstand

Stand der Technik: Härten von Stahl

Härtetiefe: µm-Bereich

Diffusionskontrollierte Verfahren
T > 500°C

Lösung: Härten mittels N2-Ionenstahl (Energie < 5keV) & PIII

1. Abtragung der Chromoxidschicht

2. Implantation von N2-Ionen und anschließende thermische Diff.

3. Natürliche Regeneration der Chromoxidschicht nach dem Prozess

Problematik Edelstahl: T > 400 °C : Abbau der Chromoxidschicht

T < 400 °C : Chromoxidschicht = Diffusionsbarriere

für Nitride Korrosion



4
Leibniz-Institut
für Oberflächenmodifizierung

XIV. Erfahrungsaustausch 
Oberflächentechnologien mit Plasma-
und Ionenstrahlprozessen, 15.03.2007

Motivation

W. Möller et al. Surface and Coatings Technologie 136 (2001) 73-79
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LEI

Versuchsanordnung mit ECR-ISQ

Basisdruck: ≤ 5x10-7 mbar

Betriebsdruck: ~ 4x10-4 mbar

N2-Fluss: 12 - 18 sccm

Quellenleistung: 300 W

Frequenz: 2,45 GHz

Energie: 500 eV - 2 keV

Temperatur: 330 - 400 °C

Implantationszeit:   15 min - 2 h

Keine zusätzliche Probenheizung

und Kühlung!
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Vergleich LEI – PIII – PN
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Vergleich LEI – PIII – PN 
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Experiment

XRD

Gitteraufweitung: LEI 4 – 6 %

PIII 6 – 10 %
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SIMS

LEI PIII
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Industrielle Umsetzung

� eine exakte Probencharakterisierung� eine exakte Probencharakterisierung

� Proben müssen vakuumbeständig sein� Proben müssen vakuumbeständig sein

� ein Technologie angepasster Anlagenbau� ein Technologie angepasster Anlagenbau

Voraussetzung

� hohe Härte und Verschleißwiderstands-Steigerungen
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Industrielle Umsetzung

LEI – Kammer
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Zusammenfassung

���� Korrosion + ���� Härte/Verschleißwiderstand

� Vergleich unbehandelter und behandelter Substrate

� LEI mit Ar-Ionen; Erwärmung ohne LEI in Luft und Ar – Atmosphäre

� Ausblick: ICP; Probenheizung

Vorbehandlung

� Notwendigkeit der Vorreinigung der Substrate?

� Implantation bei kaltverfestigten Proben möglich?

� Einfluss der OF-Rauhigkeit?

Industrielle Überführung

� Überführung der Parameter vom Labor in die Industrie

� Berücksichtigung der speziellen Probengeometrie
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